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Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur
Kiihlung von heiBem Schiittgut, wie z. B. gli-
hendem Koks, Klinker oder Sinter in einem
bunkerférmigen Kihler und eine Einrichtung zur
Durchfiihrung des Verfahrens.

Aus der DE-B 1 220 779 ist nach einem
Drehrohrofen ein Rostkiihler bekannt, durch den
Kihiluft in mehreren Teilstromen zur Abklihlung
des Klinkers eingeblasen wird. Die weniger hoch
temperierten Kihlluftteilstréme werden in einem
Warmetauscher zur Aufheizung eines Trock-
nungsgases vor Ableitung in den Kamin abge-
kiihit, wobei rippenférmige Prail- und Leitbleche
zur Abscheidung des Klinkerstaubes und zur
Verbesserung des Warmeliberganges vorgese-
hen sind. Der hoéher temperierte Kiihlluftstrom
dient zur direkten Warmeriickfihrung in den
Drehrohrofen, in dem er als Verbrennungsluft
Verwendung findet.

Um den Grundfldchenbedarf zu verringern,
sind Schachtkiihler, wie sie in der GB-A 628 437
geoffenbart sind, bekannt geworden, bei welchen
das Kiihigas in einem bunkerférmigen Kihler
rickgekiihlt wird. Bei diesen Einrichtungen
wurden MaBnahmen zur Verhinderung der Uber-
hitzung von Ruckkiihiflichen bekannt, indem By-
passschaltungen fiir die gefdhrdeten Heizflachen
vorgesehen wurden. Diese MaBnahme verlagert
aber die Uberhitzung auf andere Heizflichen.
GemaB der US-A 3 730 849 wird zur Kiihlung des
heiBen Schiittgutes ein Schachtkihler vorge-
schiagen, in welchem KiihIrohre eingebaut sind,
die vom heiBen Schiittgut auBen beaufschlagt
werden.

Die DE-PS 492943 offenbart eine Kok-
strockenkihlanlage, bei der oberhalb der heiBen
Koksschuttung Strahlungsheizflachen (Fig. 6)
vorgesehen sind. Da in der Kokszuflihrung keine
Speichereinrichtungen vorgesehen sind, wird je-
weils eine Koksktibelflillung lber die freie Ober-
flaiche im Kihlbehalter geschiittet. Hiebei strahlt
nur die oberste Schichte, die gleichzeitig die
darunter liegenden Schichten abisoliert, so daB
die unteren Schichten nur durch die Gaskiihlung
gekiihlt werden. Dies bewirkt einerseits nur eine
geringe Ausniitzung der Strahlungswérme und
andererseits ein stetes Auf- und Abklingen der
Strahlung entsprechend dem Rhythmus der
Kokskiibelanlieferung. Dies flihrt 2u
Schwankungen in der Dampferzeugerleistung,
also zu wéarmewirtschaftlichen Schwierigkeiten,
die durch das Zusatzpatent (DE-PS 498.745,
Spalte 1, Zeilen 19, 20) behoben werden sollen.
Hiezu wird die Strahlungsheizflache steiler als
der Schittgutwinkel angeordnet, wobei ein Teil
der Heizfliche vom Schittgut beriihrend (ber-
schittet wird.

Die vorliegende Erfindung hat es sich zur Auf-
gabe gestellt, die Kihlflachen vom Abrieb unab-
hangig zu gestalten, sowie deren Warmeauf-
nahmeféhigkeit zu verbessern bzw. die Kihlung
des Schiittgutes durch das Kihlgas durch die
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Abfuhr der Strahlungswarme mdglichst weitge-
hend zu ersetzen. Das erfindungsgemafBe Ver-
fahren verringert somit infolge der Verkleinerung
des umzuwalzenden Gasvolumens den Quer-
schnitt des Kihlbunkers bzw. die Gasge-
schwindigkeit des Kiihigases am Austritt aus der
freien Schiittgutoberflache und dessen
Staubmitnahme, so daB sich auch das Entstau-
bungsproblem vereinfacht.

Durch die in Anspruch 1 angegebene Merk-
malkombination wird die erfindungsgemaBe Auf-
gabe verfahrensméBig geldst. Die erfindungsge-
méaBe Einrichtung zur Durchflihrung des Ver-
fahrens ist dadurch gekennzeichnet, daB in ei-
nem bunkerférmigen Kiihler, welchen das zu
kithlende Schiittgut durchwandert, und in wel-
chem das Schiitigut im Gasstrom gekiihlt wird,
oberhalb des Austrittes des Kiihlgases aus dem
Kiihler und oberhalb der freien Schiittgutober-
flache dieser zugewendet eine Strahlungskiihl-
flache vorgesehen ist.

Die Erfindung ist in den Fig. 1 bis 3 beispiels-
weise und schematisch dargestelit. Es zeigen

Figur 1 einen kegelférmigen Bunker

Figur 2 einen 2-teiligen Kiihlbunker

Figur 3 einen Kihibunker hinter
Drehrohrofen.

In Fig. 1 ist ein kegelférmiger Kithier dar-
gestellt, bei dem das Schiittgut lber einen zen-
tralen Trichter 12 (Schiittgutvorlage) eingebracht
wird. Wird an der Unterseite des kegeligen Endes
des bunkerférmigen Kiihlers Schittgut konti-
nuierlich abgezogen, so senkt sich die Schittgu-
toberflache 3 innerhalb des Kiihlers und frisches
heiBes Schiittgut wird aus dem zentralen Trichter
12 im Kihler aufgeschiittet, so daB die
Strahlungsheizflichen 4 durch die intensive
Warmebestrahlung des frisch aufgeschiitieten
Schiittgutes beheizt werden. Zur Intensivierung
der Kiihlung ist darliber hinaus eine Gaskiihlung
vorgesehen, mittels welcher ein kaltes Kiihigas
liber das Geblése 13 einer Gasverteileinrichtung
14 dem bereits teilweise abgekiihiten Schiittgut
zugefiihrt wird. Das Kiihlgas strémt durch die
Schichten des Schiittgutes hin nach oben, wird
im ringférmigem Raum 15 oberhalb der Schiitt-
gutoberfldche (3) gesammelt und dber den Aus-
tritt 6 der Riickkiihleinrichtung 16 zugefiihrt.

In Fig. 2 ist eine Konstruktionsvariante des
bunkerférmigen Kihlers zu Fig. 1 dargestellt, bei
welcher die Gasbehandlungszone 10 mit der
Gaskiihlung 5 getrennt von einer Schdttgutvorla-
ge 7 mit einer freien Schittgutoberflache (19)
ausgebildet ist, in welcher das heiBe Schittgut

einem

-allein durch die Strahlungsheizflache (17) abge-

kiihlt wird. Durch diese MaBnahme wird erreicht,
daB das Kiihigas bei seinem Austritt 6 aus der
Gasbehandlungszone eine bedeutend geringere
Temperatur aufweist, so daB Uberhitzungen in
der Gasleitung mit Sicherheit vermieden werden
kdnnen. Auch bei dieser Ausfihrung ist in der
Ndhe des Gasaustrittes 6 eine Strahlungsheiz-
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flache 4 &hnlich jener mit dem Bezugszeichen 17
vorgesehen, wodurch das Kihigas weiter ent-
lastet wird,

In Fig. 3 ist eine Kihleinrichtung flr heiBe
kohlenstoffhiltige Schuttglter dargestellt, die in
einem Drehrohrofen 17 erhitzt wurden. Beim
Austritt des Schittgutes aus dem Drehrohrofen
17, der die Schuttgutvorlage (7, 12) ersetzt, in den
bunkerférmigen Kiihier 1 ist eine Strahlungsheiz-
flache 4 vorgesehen, Gber welche die von der
Oberfliche 3 des Schiittgutes ausgehende
Warmestrahlung kontinuierlich abgefiihrt wird.
Das heiBe Schilttgut wird dabei soweit abgekihit,
daB es in der Gasbehandlungszone, auch wenn
es von Luft durchstrémt wird, nicht weiter erhitzt,
bzw. verbrennt, und seine Warme an das Gas
bzw. die Luft abgibt, welche Uber die Leitung 18
in den Drehrohrofen abgegeben wird und dort zur
Verbrennung eines Teiles des im Schiittgut ent-
haltenen Kohlenstoffes Verwendung findet.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Kiihlung von heiBem Schiitt-
gut, wie z. B. glihendem Koks, Klinker oder
Sinter, in einem bunkerférmigen Kihler, bei dem
das Schiittgut durch die von der Oberflache des
ausgebreiteten Schiittgutes (2) im Kiihler (1) aus-
gehende intensive Warmestrahlung mittels ober-
halb der freien Schiittgutoberfiache (3) angeord-
nete Strahlungskihliflachen (4) abgekiihit und die
strahlende Schittgutoberflache (3) standig aus
einer dem Kihler (1) vorgeschalteten Schitt-
gutvorlage (12) Gber eine Verengung mit heiBem
Schittgut Gberschittet wird, wahrend die teilwei-
se abgekiihlten Schiitgutschichten absinken und
vom Kihlgassirom zumindest Gber einen Teil der
Hohe des Kithlers umstrdmt und in an sich be-
kannter Weise weiter abgekihlt werden und im
abgekiihlten Zustand aus dem Kihler kontinuier-
lich ausgetragen werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB das Schittgut (2) durch Ab-
flhren der Strahlungswéarme bis unter die Zind-
temperatur abgekiihit und anschlieBend durch
sauerstoffhéltige Gase, wie z. B. Luit, die als
vorgewarmie Verbrennungsluft weiter verwendet
wird, auf nahezu Umgebungstemperatur abge-
kiihit wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Abflihrung eines Teiles der
Strahlungswéarme in einer dem Kiihler (1) mit dem
Kihigasstrom ais getrennte Kammer vorge-
schalteten Schiitigutvorlage (7) erfolgt, in wel-
cher das heiBe Schiittgut allein durch die
Strahlungsheizflachen (17) abgekiihlt wird, bevor
es in den Kilhler (1) gelangt.

4. Einrichtung zur Durchfiihrung des Ver-
fahrens nach mindestens einem der Anspriiche 1
bis 3, mit einem bunkerférmigen Kiihler (1) und
einer Strahlungskihlflache (4) dadurch gekenn-
zeichnet, daB oberhalb des Austrittes (6) des
Kiihlgases aus dem Kihler (1) eine Schiitt-
gutvoriage (12) vorgesehen ist.
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5. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Austritt (6) des Kihlgases
aus dem Kdihler (1) durch eine Schiittgutschicht
(11) von der Strahlungskiihiflache (4) getrennt
angeordnet ist.

6. Einrichtung nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, daB der Kiihler (1) eine
Schattgutvorlage (7) aufweist, in welcher zu-
mindest ein Teil der Strahlungskihlflache (17) in
Néhe des Einlasses (8) oberhalb der freien
Schittgutoberflache (19) vorgesehen ist und daB
der AuslaB (9) der Schiittgutvoriage (7) als Ver-
engung ausgebildet ist, (iber welche das Schiitt-
gut der Gasbehandiungszone (10) zugefiihrt wird
und daB unterhalb der durch eine Schittgut-
schicht vom Kiihigasaustritt getrennten
Strahlungskithlfiache 7 eine zweite
Strahlungskiihiflache (4) im Bereich oberhalb des
Austrittes (6) des Kiihlgases aus dem Kuhler (1)
und oberhalb einer zweiten freien Schiitigutober-
flache (3) vorgesehen ist.

Claims

1. Method of cooling hot bulk material such as
for example incandescent coke, clinker or sinter,
in a cooler in form of a hopper, in which the bulk
material is cooled by the intense heat radiation
emitted by the surface of the bulk material (2)
spread in the cooler (1) by means of radiation
cooling surfaces (4) located above the free bulk
material surface (3), and in which the radiating
bulk material surface (3) is constantly covered
with hot bulk material which comes from a bulk
material filling tank (12) located above the cooler
(1) and is fed into the cooler via a narrow pass,
while the partly cooled layers of bulk material sink
down and are cooled according to the well-
known method by the cooling gas stream flowing
around at least part of the height of the cooler,
the cooled bulk material then being discharged
continuously from the cooler.

2. Method according to claim 1 characterized
in that the bulk material (2) is cooled down by
eliminating the radiation heat until it reaches a
temperature below the inflammation temperature
and that it subsequently is cooled by oxygenous
gases, such as air for example, which is then
reused as preheated combustion air, until an
almost ambient temperature is reached.

3. Method according to claim 1, characterized
in that part of the radiation heat is elimir.ated in a
bulk material filling tank (7) which is a separate
chamber located above the cooler (1) with the
cooling gas stream and that in this filling tank the
bulk material is cooled only by means of the
radiation cooling surfaces (17) before it falls into
the cooler (1).

4. Apparatus for the execution of the method
according to at least one of the claims 1 to 3 with
a cooler designed as a hopper (1) and a radiation
cooling surface (4) characterized in that a bulk
material filling tank (12) is located above the
outlet (8) of the cooling gas of the cooler (1).
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5. Apparatus according to claim 4 charac-
terized in that the outlet (6) of the cooling gas of
the cooler (1) is separated from the radiation
cooling surface (4) by a layer of bulk material (11).

6. Apparatus according to claim 4 or 5, charac-
terized in that the cooler (1) is provided with a
bulk material filling tank (7) in which at least part
of the radiation cooling surface (17) is provided
near the inlet (8) above the free bulk material
surface (19) and that the outlet (9) of the bulk
material filling tank (7) is designed as a narrow
pass feeding the bulk material into the gas treat-
ment zone (10) and that underneath the radiation
cooling surface (17) which is separated from the
cooling gas outlet by a layer of bulk material a
second radiation cooling surface (4) is located in
the area above the outlet (6) of the cooling gas of
the cooler (1) and above a second free bulk
material surface (3).

Revendications

1. Procédé de refroidissement de matiéres
chaudes en vrac telles que par exemple du coke
incandescent, du clinker, du minéral grillé ou du
laitier de fer dans un refroidisseur en forme de
trémie dans laquelle les matiéres en vrac sont
refroidies par élimination du rayonnement calori-
fique intense émanant de la surface des matiéres
en vrac (2) étalées dans le refroidisseur (1)
moyennant des surfaces de refroidissement du
rayonnement (4) qui se trouvent au-dessus de la
surface libre des matiéres en vrac (3) et dans
laquelle la surface rayonnante des matiéres en
vrac (3) est constamment couverte de matiéres
chaudes en vrac venant d’'un pertuis d’'un réci-
pient de chargement de matiéres en vrac (12),
tandis que les couches des matiéres en vrac
partiellement refroidies descendent et sont
entourées du courant de gaz de refroidissement
au moins dans une partie de la hauteur du
refroidisseur et se refroidissent de maniére géné-
ralement connue et se déchargent continuelle-
ment du refroidisseur en état refroidi.

2. Méthode selon revendication 1 caractérisée
en ce que les matiéres en vrac (2) sont refroidies
jusqu'au-dessous de la température d'inflamma-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

tion par dissipation du rayonnement calorifique
et ensuite sont refroidies jusqu'a la température
ambiante moyennant des gaz oxygénés tels que
de "air par exemple qui sont réutilisés comme air
de combustion préchauffé.

3. Méthode suivant revendication 1 caractéri-
sée en ce que la dissipation d'une partie du
rayonnement calorifique se fait dans un récipient
de chargement de matiéres en vrac (7) qui est une
chambre séparée située avant le refroidisseur (1)
avec le courant de gaz de refroidissement. Dans
ce récipient les matiéres en vrac se refroidissent
uniguement par les surfaces de refroidissement
du rayonnement avant qu'elles arrivent au refroi-
disseur (1).

4, Dispositif pour I'exécution du procédé sui-
vant au moins une des revendications 1 a 3 a
I'aide d’un refroidisseur en forme de trémie (1) et
d'une surface de refroidissement du rayonne-
ment (4) caractérisé en ce qu'au-dessus de la
sortie (6) du gaz de refroidissement du refroidis-
seur (1) est prévu un récipient de chargement de
matiéres en vrac.

5. Dispositif suivant revendication 4 caracté-
risé en ce que la sortie (6) du gaz de refroidisse-
ment du refroidisseur (1) est séparée de la surface
de refroidissement du rayonnement (4) par une
couche de matiéres en vrac.

6. Dispositif suivant revendication 4 ou 5 carac-
térisé en ce que le refroidisseur (1) est pourvu
d’'un récipient de chargement de matiéres en vrac
dans lequel au moins une partie de la surface de
refroidissement du rayonnement (17) est située
prés de I'entrée (8) au-dessus de la surface libre
des matiéres en vrac et que la sortie (9) du
récipient de chargement de matiéres en vrac (7)
est construite comme pertuis par lequel les matie-
res en vrac arrivent dans la zone de traitement de
gaz (10) et en ce qu’au-dessous de la surface de
refroidissement du rayonnement (17) séparée de
la sortie du gaz de refroidissement par une
couche de matiéres en vrac est située une
deuxiéme surface de refroidissement du rayonne-
ment (4) dans la zone au-dessus de la sortie (6) du
gaz de refroidissement du refroidisseur (1) et au-
dessus d'une deuxiéme surface libre de matiéres
en vrac (3).
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